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Origine :

activité gravure plasma pour la microélectronique Si démarrée au
CNET Meylan depuis 1992. Montee en puissance depuis la création
du LTM sur le site CEA-LETI en 1999.

Evolution :

- développement d’'une thématique « études fondamentales et
diagnostics des plasmas de gravure»

- consolidation d’une plate-forme de gravure 200 mm équipée de
diagnostics pour developper et caractériser les procedés de gravure
iImpliqués dans les filieres microélectroniques (poly Si, diélectrique,
metal) et leurs dérivées

- mise en place d'une plate-forme 300 mm (entierement CNRS) pour
étudier et accompagner les développements liés aux nouveaux
matériaux de la micro Si.

- coopération renforcée avec les equipes du LETI et de
STMicroelectronics (dans le cadre de laboratoires communs)
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Situation Q4 08:
CNRS : 5 chercheurs, 1 IR
UJF : 1 PR, 1 technicien
LETI: 1ing
12 (+ 2) doctorants
4 post-doctorants
1 IE (CDD)
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-Flared silicon AFM tip -Diameter ~50nm, -Scan along x, y and z
-Height ~220nm, - Edge radius ~20nm

Reconstruction in 3D of the pattern profile

For each scanline: height, CD along the height , sidewalls
angles and Line Width Roughness (LWR)
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JSM-7500F Scanning Electron Microscope

5 66
#6 #% $
( 6 %
, # 7 66
# # 8/
- # &6 6
$
) 1 & #
1 ,
95:
11 #

Journées scientifiqgues 08 — LTM
Laurent VALLIER

11



AN O

$* $*

Journées scientifiqgues 08 — LTM
Laurent VALLIER

12



@ ( A 0
( >(/
E+ ,0 F.
>(B
,0 8
@ > IGA O.
B*D >
O #

+B $C
D?2
8/ $C

1 $C
2

[ $C
2

81$C

8 $C

Journées scientifiqgues 08 — LTM

Laurent VALLIER

D

13



9

E*, H*™.HE!I

! ! @ %EH
=HI5 = H9 # =.
" H# @ "(S5.H5), 2.H(
#$.H (, C(H (*(,
, H *OH 6
% A *

H

= .H

$ &=H &=K H9,LS$#IH

Journées scientifiqgues 08 — LTM
Laurent VALLIER

14



2 @ 2 )
IM "H > >5*
1
2 9
N 19 OH
2
6 6
H
+E
5HJ5H 2 H
)
2

Journées scientifiqgues 08 — LTM
Laurent VALLIER

) KE(

15



